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Nabor kandydatow na
STYPENDIUM NAUKOWE

Laboratorium Technologii Nowych Materialow Funkcjonalnych

Projekt NCN OPUS
Hi-Ox: Podroz do rdzenia atomu - przelamywanie barier dostepnych

stopni utlenienia atoméw metali
Panel ST4

Przedmiotem badan sg teoretyczne rozwazania nad mozliwoscig osiggnigcia nietypowych bardzo wysokich
formalnych stopni utlenienia (rozebranie atoméw az do elektronow rdzenia) w wybranych azotkach, tlenkach i
fluorkach metali przejsciowych i lantanowcow.

Kwalifikacje kandydatow:
- student 4 roku Kierunkéw chemicznych, lub fizyki,
- b. dobra znajomo$¢ j. angielskiego
- znajomos$¢ systemu operacyjnego typu UNIX na poziomie co najmniej uzytkownika
- umiejetnos¢ programowania w dowolnym jezyku,
- mile widziana znajomos$¢ programéw do obliczen kwantowo-chemicznych oraz metod chemii
obliczeniowej i podstaw teori chemii kwantowej,
- wysoka motywacja, systematycznos¢, umiejetnos¢ analitycznego mys$lenia i pracy w zespole

Zgloszenle powinno zawierac:
- zyciorys (CV)
- list motywacyjny
- liste publikacji naukowych, stypendiéw i nagrod
- liste konferencji, w ktorych bral udziat Kandydat wraz z tytutami i autorami wystapien
- staze i praktyki zawodowe, inne osiggniecia

Warunki zatrudnienia:

- realizacja i obrona pracy magisterskiej z tematu projektu

- 2 stypendia w wysokosci od 500 do 2000 PLN miesi¢cznie, przez okres 2 lat, uzaleznione od
kwalifikacji kandydatow.

Zgloszenia nalezy przesylac¢ na adres do godz. 24:00, piatek 24.11.2017:
Uniwersytet Warszawski

Centrum Nowych Technologii

ul. Banacha 2c, Pokdj 5043

02-097 Warszawa

lub pocztg elektroniczng na adres (prosz¢ wpisa¢ “Hi-Ox aplikacja” w tytule maila):
pawel.szarek@cent.uw.edu.pl

rozstrzygniecie 31.11.2017 po rozmowach kwalifikacyjnych
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